Solution for researching

Suporte De Wafer De Ptfe Para Semicondutores 8 Polegadas
Cassete De Gravacao Resistente A Hf Para Limpeza Umida

Numero do item: PL-CP82

introducao

Otimize o processamento de semicondutores
com este suporte de wafer premium de PTFE de
8 polegadas projetado para aplicacdes de
limpeza Umida de alta pureza e gravacao com
\‘ g P HF. Nossas cassetes de fluoropolimero de grau
industrial garantem maxima resisténcia
quimica, durabilidade superior e manuseio
preciso para ambientes sensiveis de producao

em sala limpa.

Saiba mais

rlEee Beneficio Principal

" L Manuseio de wafers durante a remogao de camadas sacrificiais usando

Gravagao de Wafer de Silicio . R
quimicas a base de HF.

. Suporte a wafers através de multiplas etapas de remogéo de contaminantes

Processo de Limpeza RCA . A
organicos e idnicos.

T Transporte de wafers por escovas de limpeza e banhos quimicos apés o

Pés-Limpeza CMP P 2 P 4 B
planoamento.

“ . Uso de solventes agressivos para remover revestimentos sensiveis a luz

Remogao de Fotoresiste . . X
apds a litografia.

L. . Suporte ao processamento de substratos em larga escala em ambientes de

Fabricagdo de Células Solares L . .
alto teor de &cido para células PV.

L. Gerenciamento de sistemas microeletromecanicos delicados durante etapas

Fabricacdo de MEMS . L
complexas de liberagdo umida.

- Uso do suporte como porta-substrato para analise de tragos de metal de alta
Amostragem Analitica

pureza.
Categoria de Caracteristica Detalhes Técnicos para PL-CP82
Identificacdo do Produto Suporte de Wafer Personalizado Série PL-CP82
Material Principal PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoretileno)

Compatibilidade com Tamanho
ST 8 polegadas padréo (200mm) / Didmetros totalmente personalizdveis

de Wafer

Tipo de Configuracao Wafer Unico (individual) ou Multi-ranhura disponivel

Método de Fabricacao Usinagem CNC de Precisdo 100% (Sem residuos de moldagem)
Faixa de Temperatura -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)

Compatibilidade Quimica Universal (HF, HCI, H2S04, KOH, Acetona, etc.)

Rugosidade de Superficie Personalizdvel com base em requisitos especificos de sala limpa

Passo / Profundidade de

Adaptado aos parémetros de processo especificos do cliente
Ranhura 2 B B [

Resisténcia completa ao ataque acido garante maior
durabilidade do suporte.

A pureza do material evita a recontaminacéo de superficies
limpas.

A baixa liberagdo de particulas mantém contagens de
defeitos extremamente baixas.

A inércia quimica evita a degradagdo do material em
banhos de solvente.

A durabilidade na produgdo de alto volume reduz os custos
de substituigdo.

O alinhamento preciso das ranhuras evita danos mecanicos
as estruturas.

Niveis de fundo ultra-baixos garantem resultados
laboratoriais precisos.
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Categoria de Caracteristica Detalhes Técnicos para PL-CP82

Alca / Interface Pontos de captura robética personalizados ou opgdes de pegada manual

Precisao Dimensional Controle de toleréncia de alta precisdo conforme padrdes industriais
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